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KIRJALLISUUDEN JA MUISTIINPANOJEN MYTTO KIELLETTY 

1. Terrnisen höyrystyksen perusteet. Millaisia höyrystyslähteitä voidaan kayttali ja miten me 
toimivat?. 

2. Magnetron-sputteroinnin periaate verrattuna diodi- ja rf-sputterointiin. 

3. Millaisiin tarkoituksiin PVD-pinnoitusprosesseissa voidaan hyödyntää kaasun 
ionisoitumista eli hehkupurkausta (glow discharge)? 

4. PVD-tekniikalla valmistettavat erilaiset kovapinnoitteet. Tärkeimmät pinnoitetyypit, 
niiden valmistus lyhyesti seka tekninen käyttö. 

5. Kemiallisen kaasufaasipinnoituksen (CVD) reaktiotyypit. 

6. Selita lyhyesti mita tarkoitetaan ioni-implantoinnilla. 


